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{%4) Verfahren zum Reinigen von gestapelten Pldttchen

{57) Die Erfindung kann iliberall dort eingesetzt werden, wo mit
relativ geringem Aufwand eine gute Reiniqgung von kleinen und eng
aneinanderliegenden Blechen erreicht werden soll. Hierzu werden
die gestapelten Pldttchen in ein Diodensvstem eingebracht und bei
einer Stromdichte von 4 mA/cm2 und einem Druck von 5.10~1 Torr

mit Ionen beschossen.
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Titel der Erfindung: Verfahren zum Reinigen von gestapel-
ten Plattchen

Anwendungsgebiet der Erfindung:

Die Erfindung teirifft ein Verfahren zum Reinigen von
gestapelten Pléattchen. Sie kann liberall dort eingesetzt
werden, wo mit relativ geringem Aufwand eine gute Reini-
gung von kleinen und eng aneinanderliegenden Blechen er-
reicht werden soll,

Charakteristik der bekannten technischen LOsungen:

Es ist bekannt, eine Reinigung von gestapelten Plattchen
auf mechanischem und chemischem Wege vorzunehmen., Insbe-
sondere bei der Reinigung von Kernblechen fiir Magnet-
kopfe, wo die gestapelten Pldattchen nur etwa 0,1 mm stark
sind und eng aneinanderliegen, bringen diese Reinigungs-
methoden nicht den erforderlichen Effekt und sind auBler-
dem mit einem unvertretbaren Zeitaufwand verbunden.

Die relativ grofle Sauberkeit der Kernbleche ist notwen-
dig, damit die Kernbleche, die nach den notwendigen Ver-
fahrensschritten, wie automatisches Stanzen, Stapeln,
Reinigen und Glithen, nicht aneinanderhaften. Das Glithen
erfolgt bei einer Temperatur von etwa 1050°C und dient
dazu, die magnetischen Eigenschaften der Kernbleche nach
dem Glihen wieder herzustellen.

Die durch das Stapeln und Stanzen zwischen den einzelnen
Kernblechen befindlichen Ol4 Fett-und Staubreste werden
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durch die Reinigung, beispielsweise in einem Ultra-
schallbad unter Zugabe fettlOsender Ldsungsmittel, nur
unvollstindig gesdubert, so daB ein iliberwiegender Anteil
der Kernbleche nach dem GlithprozeB aneinanderhaftet und
fiir die Montage unbrauchbar werden.

Ziel der Erfindung:

Durch die Erfindung sollen die genannten Mangel der be-
kannten technischen Ldsungen behoben und bei einem re-
lativ geringen Aufwand der Arbeits- und Materialauf-
wand gesenkt werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
zum Reinigen von gestapelten Pldttchen zu schaffen, die
die Gutausbeute der Pldttchen erhoht und damit den Ar-
beits- und Materialaufwand senkt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdB dadurch geldst, daB
ein IonenbeschuBl der gestapelten Pldttchen unter einer

Stromdichte von 4 mA/cm2 und einem Druck von 5 10'1 Torr

erfolgt.
Es ist erfindungsgemi8 von Vorteil, dafB der Ionenbeschulf
mit Argonionen vorgenommen wird.

Ausfiihrungsbeispiel:

Das Wesen der Erfindung soll an Hand einer schematischen
Zeichnung ndher erldutert werden.,

In einem Vakuumgehduse 1 1ist ein Diodensystem 2, beste-
hend aus einer Anode A und einer Katode K, untergebracht.
Mittels einer Vakuumpumpe 5 wird ein Druck von etwa

5 « 1072 Torr erzeugb. Aus einem Argonbehdlter 6 wird dem
Innenraum des Vakuumgehduses 1 Argon unter einem Druck

von 100 Torr zugeflihrt. Gleichzeitig erfolgt ein Abpun-
pen durch die Vakuumpumpe 5, so dafB der gesamte Innen-

raum des Vakuumgehduses 1 gleichmdBig mit Argon durch-

setzt ist.
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Nachdem die Argonzufuhr gestoppt wird, erfolgt mit der

Vakuumpumpe 5 die Einstellung eines Betriebsdruckes von

etwa 5 ¢ ’IO"l TOoTrTe.

Durch eine Energieversorgung 4 wird an das Diodensystem 2
5 eine Spennung von etwa 1000 V angelegt und eine Strom-

dichte von 4mA/cm2 erzeugt. Das Anlegen der Spannung an

das Diodensystem 2 fithrt zu einer Gasentladung des mit

Argon durchsetzten Innenraumes des VakuumgehZuses 1.

Eine Glithschiene 3, die die gestapelten Plattchen ent-

10 hdlt, wird fur eine Dauer von 10 Minuten mit Ionen be-
schossen und somit ein Reinigungseffekt zwischen den
gestapelten Plattchen erreicht,

Durch die Erfindung wird die Gutausbeute der gestapel-
ten Plattchen erhéht und somit der Arbeits- und Material-
15 aufwand gesenkt.



Erfindungsanspruchs

1. Verfahren zum Reinigen von gestapelten Plattchen, gekenn-
zeichnet dadurch, da8 ein IonenbeschuBl der gestapelten
Pldttchen unter einer Stromdichte von 4mA/cm2 und einem
Druck von 5 ’lO"’l Torr erfolgt.

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, da8
der IonenbeschuB mit Argonionen erfolgt.
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